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有機分子による単一分子２次元超薄膜(<1nm)の作製プロセスの理解と制御は、ナノ分子エレク

トロニクスを実現する上で非常に重要な課題の一つである [1-4]。しかし、1nmレベルで平坦で均

一な有機分子の超薄膜を、再現性良く基板上に作成することは無機材料と比較して困難を伴う。

有機分子がソフト材料であり、また無機材料とは異なる成膜が必要となるからである。本研究で

は、超高真空内で分子の入った坩堝から分子を昇華させ、水晶振動子で分子の昇華速度を計測し、

水晶振動子で見積もった分子厚さ(dQ)を基板に吸着し、実際の吸着分子量を STMにより評価した。

測定は全て超高真空中で行った。 

図に示すような、異なる６つのポルフィリン系分子の超高真空下での昇華・基板上への成膜を

探った：左上から右に順に、フェニル置換フリーベースポルフィリン(H-H5)、ペンタフルオロフ

ェニル置換フリーベースポルフィリン(H-F5)、ジターシャリーブチルフェニル置換フリーベース

ポルフィリン(H-tBu)である。下図は其々の中心に Fe イオンが入ったものである(Fe-H5, Fe-F5, 

Fe-tBu)。 

水晶振動子による測定結果から超薄膜の作製

に必要な昇華速度(0.1nm/min.）に達する温度を確

認した。H-H5 に比べて、フッ素を修飾した場合

昇華温度は約 60K 下がり、tBu を修飾すると約

40K上昇した。一方、鉄が入ったポルフィリン分

子では、フッ素を修飾した場合約 10K下がり、tBu

を修飾すると約 10K上昇した。水晶振動子により

求めた分子厚さ(dQ)を貴金属基板に吸着し、STM

観察から実際に吸着した分子厚さ dSTMを求めた。

dQ≠dSTMと判明した。 
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